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近年、(001)配向したコバルトフェライト薄

膜は、高い垂直磁気異方性を示すことが報告さ

れ、注目されている[1]。以前、我々は、有機金

属分解(MOD)法によりガラスおよび Si 基板上

に CoxFe3-xO4（CFO）薄膜が特定の仮焼成条件

で (001)配向することを報告した[2]。今回は、

MOD溶液を希釈し、CFO薄膜の膜厚を低下さ

せ、より磁気異方性の大きな薄膜を作製した。 

CFO薄膜は、MOD法を用いてガラスおよび

Si(100)基板上に作製した。薄膜作製プロセスは、

次のように行った。基板へ MOD 溶液(CoFe-

O4(1/2,), 高純度化学研究所製)を希釈液で 2 倍

希釈し、スピンコートにより塗布(3000 rpm, 30 

sec)し、乾燥（100℃，10min）を、ホットプレ

ートを用いて行った。その後、管状炉を用いて、

仮焼成（310- 350℃，30min）および本焼成

（730℃，10 h）を行った。本焼成は、窒素雰囲

気下(N2 = 400 mL / min)で行った。  

Fig.1 に、ガラス基板上に作製した CoFe2O4

薄膜の磁気光学 Kerrスペクトルを示す。また、

Fig.2 に作製した CoFe2O4薄膜の磁気光学 Kerr

ヒステリシスを示す。膜厚が小さいため、以前

の報告と比べ、Kerr回転角が小さくなり、スペ

クトルの形状は大きく変化した。また、ヒステ

リシスから、保磁力が約 10kOe の大きな値を

示している。これは、膜厚が低下したことによ

り、基板からの応力が強くなり、磁気異方性が

向上したためであると考えられる。 

 

Fig 1. Magneto-optical Kerr rotation spectrums of 
CoFe2O4 thin films prepared on glass substrates at 
different pre-annealing temperatures. 

  

Fig.2 Magneto-optical Kerr hysteresis loops of 
CoFe2O4 thin films prepared on glass substrates at 
different pre-annealing temperatures. 
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